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В настоящее время для исследования разрабатываемых сталей с покрытиями 

активно развивается высокочастотная оптическая эмиссионная спектроскопия 

тлеющего разряда (RF-GD OES), позволяющая получить комплексную инфор-

мацию о качественном и количественном распределении элементов по глубине 

образца, границе раздела фаз между слоями и оценить толщину покрытия. Ши-

рокое внедрение RF-GD OES в лабораторную практику затруднено из-за узкого 

перечня аттестованных методик и формализованного подхода к их реализации.  

Оптимизировано время выполнения анализа с учетом рабочих параметров, 

степени перегрева образца и глубины образующегося кратера. Для обеспечения 

плоского дна кратера варьировали мощность (10-90 Вт, с шагом 10 Вт) и давле-

ние (100-950 Па, с шагом 100 Па) аргона лампы тлеющего разряда (диаметр ано-

да 4 мм). Для предварительной оценки формы дна кратера использовали скани-

рующий электронный микроскоп TESCAN MIRA 3. Количественные измерения 

профиля и глубины кратеров с наиболее плоским дном, отобранных по резуль-

татам предварительной оценки, проводили на профилометре HOMMEL 

ETAMIC T8000. Установлено, что равномерность распыления образца достига-

ется при давлении 850 Па и результирующей мощности 50 Вт при условии ис-

пользования импульсного режима во избежание перегрева стального проката 

марганцовистой (толщина 1 мм) и кремнистой (толщина 0,3 мм) марок стали. 

Профиль количественного распределения элементов Mn, C, Si, Ni, P, S, V, Cr, 

Al на образцах проката получен с применением оптического эмиссионного спек-

трометра радиочастотного тлеющего разряда GD Profiler 2 (HORIBA Jobin Yvon, 

Франция) по предварительно построенным линейным градуировочным графи-

кам в диапазонах Mn(0,018-2,1%), C(0,0023-0,498 %), Si(0,0054-2,2 %), Ni(0,011-

0,563%), P (0,0082-0,038%), S(0,0027-0,05%), V(0,0002-0,257%), Cr(0,023-

0,612%), Al(0,0078-0,298%) с коэффициентами корреляции от 0,97 до 0,99. Учет 

скорости распыления и пересчёт системы координат из «I, В – t, с» в «С, % - 

глубина, мкм» осуществлялись автоматически программным обеспечением на 

основании предустановленных на заводе-изготовителе алгоритмов.  

Правильность определения элементов подтверждена сопоставлением резуль-

татов интегрального анализа проката разработанной и аттестованной ГОСТ Р 

54153 методиками. Установлено, что для всех определяемых элементов модуль 

разности массовых долей не превышает рассчитанного по РМГ 76 норматива 

контроля К. Методика прошла валидацию в соответствии с международными 

требованиями и может быть рекомендована для применения в исследователь-

ских лабораториях. 


